


RESUME : 
[bookmark: _GoBack]Cette thèse a pour objectif la caractérisation électrique d’une décharge magnétron radiofréquence (RF), pour des applications de dépôt de couche minces. L’étude se concentre, essentiellement, sur le rôle et effets des différents paramètres : l’intensité et le profil du champ magnétique, l’usure de la cible, le type du matériau de la cible ainsi que la distance inter-électrodes. La méthodologie utilisée, est basée sur les mesures électriques des signaux de courant et de tension RF et de l’impédance électrique équivalente du plasma. C’est un moyen simple et pratique, pour étudier les décharges plasmas RF. Les principaux résultats obtenus montrent que les mesures des signaux électriques peuvent être utilisées comme outil de diagnostic et de contrôle du plasma. Nous avons aussi montré que certaines propriétés des couches minces peuvent êtres corrélées aux grandeurs électriques du magnétron RF, sous l’effet de ces différents paramètres.
